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Description 

[0001] La presente invention se rapporte aux prece- 
des et appareils ^identification de caracteres formes 
sur une pluralite de piaquettes de silicium, les plaquet- 
tes etant disposees suivant des plans paralleles et ali- 
gnees sur des moyens de support, consistant au moins 
a eclairer les caracteres d'une plaquette, observer les 
caracteres eclaires, identifier les caracteres observes. 
[0002] L'art anterieur enseigne notamment avec le 
document WO 91/10968 de tels precede et dispositif. 
Plus particulierement, ce document decrit notamment 
un appareil d'identification de marques gravees sur des 
piaquettes de silicium alignees dans un panier, appareil 
dans lequel un rayonnement lumineux est reflechi sur 
un ou deux miroirs avant d'eclairer les marques d'une 
plaquette a identifier, et dans lequel I'image des mar- 
ques ainsi eclairees est reflechie sur deux miroirs avant 
de penetrer dans une camera d'observation. Afin 
d'eclairer les marques gravees sur une des piaquettes 
alignees dans le panier, I'appareil comporte des moyens 
pour soulever la plaquette placee directement devant la 
plaquette a identifier afin de permettre le placement d'un 
miroir en face des marques, le miroir etant positionne a 
45° par rapport au plan defini par la plaquette. 
[0003] Cet appareil presente I'inconvenient de neces- 
siter la manipulation d'une plaquette afin de permettre 
('identification d'une autre plaquette ce qui peut engen- 
drer un risque de contamination particulate des pia- 
quettes et des temps d'identification ralentis par ces ma- 
nipulations. De plus, cet appareil utilise plusieurs miroirs 
pour observer les marques eclairees, entrainant ainsi 
une complexity accrue des mecanismes, et un cout de 
revient plus eleve de I'appareil, et pouvant provoquer 
des erreurs d'identification de piaquettes dues aux mul- 
tiples reflexion de I'image sur les miroirs avant de pene- 
trer dans la camera d'observation. 
[0004] La presente invention propose notamment de 
pallier ces inconvenients. Plus precisement, elle consis- 
te en un precede d'identification de caracteres formes 
sur une pluralite de piaquettes de silicium, lesdites pia- 
quettes etant disposees suivant des plans paralleles et 
alignees sur des moyens de support, consistant au 
moins a eclairer les caracteres d'une plaquette, obser- 
ver lesdits caracteres eclaires, identifier lesdits caracte- 
res observes, caracterise en ce qu'il consiste a: 

inserer des moyens de reflexion lumineuse entre 
une premiere et une deuxieme piaquettes succes- 
sives de ladite pluralite de piaquettes, a partir du 
dessous de ladite pluralite de piaquettes, 
eclairer les caracteres formes sur ladite premiere 
plaquette par I'intermediaire d'un premier rayonne- 
ment lumineux incident reflechi par lesdits moyens 
de reflexion lumineuse inseres entre ladite premie- 
re et ladite deuxieme piaquettes successives, de 
maniere que ledit premier rayonnement lumineux 
incident, reflechi par une partie de ladite premiere 



plaquette parallele aux dits plans paralleles, soit di- 
rige selon une direction differente de la direction 
d'un axe optique d'observation, 
observer lesdits caracteres eclaires de ladite pre- 
5 miere plaquette selon ledit axe optique, ledit axe op- 
tique etant rectiligne et dispose au moins en partie 
sous ladite pluralite de piaquettes. 

[0005] Le precede selon I'invention permet d'identifier 
10 les piaquettes sans les manipuler, avec des risques 
d'erreurs reduit au minimum par I'intermediaire d'un axe 
optique direct entre des moyens d'observation, par 
exemple une camera electronique, et les caracteres a 
identifier sur une plaquette. De plus, le precede selon 
is I'invention permet par la configuration determinee de 
Peclairage evitant un eblouissement des moyens d'ob- 
servation, ('utilisation et la position des moyens de re- 
flexion lumineuse, d'identifier des caracteres faiblement 
formes, par gravure ou en relief, a la surface des pla- 
20 quettes de silicium. 

[0006] Selon une caracteristique avantageuse, le pro- 
cede selon I'invention consiste a inserer lesdits moyens 
de reflexion lumineuse au dessus desdits caracteres a 
identifier. 

25 [0007] Selon une autre caracteristique avantageuse, 
le precede selon I'invention consiste a disposer ledit axe 
optique, et lesdits moyens de reflexion lumineuse inse- 
res entre ladite premiere et ladite deuxieme piaquettes 
successives, de maniere qu'un deuxieme rayonnement 

30 lumineux incident soit reflechi par lesdits moyens de re- 
flexion lumineuse et par ladite partie de ladite premiere 
plaquette parallele aux dits plans paralleles, selon la di- 
rection dudit axe optique. 

[0008] Selon une autre caracteristique avantageuse, 
35 ledit deuxieme rayonnement lumineux incident com- 
prend au moins un premier faisceau dont un axe median 
est parallele aux dits plans suivant lesquels sont dispo- 
ses lesdites piaquettes. 

[0009] Selon une autre caracteristique avantageuse, 

40 ledit premier rayonnement lumineux incident comprend 
au moins un deuxieme faisceau dont un axe median est 
inclus dans un premier plan formant un angle superieur 
a 0° et inferieur a 3°, et de preference egal a 2°, avec 
lesdits plans paralleles. 

45 [0010] Selon une autre caracteristique avantageuse, 
ledit premier rayonnement lumineux incident comprend 
au moins un troisieme faisceau dont un axe median est 
inclus dans un deuxieme plan formant un angle supe- 
rieur a 0° et inferieur a 3°, et de preference egal a 2°, 

50 avec ledit premier plan. 

[001 1 ] La presente invention a egalement pour objet 
un appareil permettant de mettre en oeuvre un proced6 
d'identification de caracteres formes sur une pluralite de 
piaquettes de silicium, comprenant des moyens de sup- 

55 port desdites piaquettes permettant une disposition 
desdites piaquettes suivant des plans paralleles et un 
alignement desdites piaquettes, des moyens d'eclaira- 
ge desdits caracteres, des moyens d'observation des- 
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dits caracteres selon un axe optique, des moyens 
d'identification des caracteres observes, caracterise en 
ce qu'il comprend : 

des moyens de reflexion lumineuse mobiles entre 
une premiere position dans laquelle lesdits moyens 
de reflexion lumineuse sont places au dessous de 
ladite pluralite de plaquettes, et une deuxieme po- 
sition dans laquelle lesdits moyens de reflexion lu- 
mineuse sont inseres entre un premier et un deuxie- 
me plans parallels successifs definissant une pre- 
miere et une deuxieme plaquettes successives de 
ladite pluralite de plaquettes, des moyens de bras 
portant lesdits moyens de reflexion lumineuse, les- 
dits moyens de bras comportant un degagement si- 
tuee au dessous desdits moyens de reflexion lumi- 
neuse, ledit degagement etant positionne en partie 
entre lesdits premier et deuxieme plans paralleles 
successifs lorsque lesdits moyens de reflexion lu- 
mineuse adoptent ladite deuxieme position, de ma- 
niere a permettre le passage dudit axe optique se- 
lon une direction rectiligne entre lesdits moyens 
d'observation desdits caracteres et lesdits caracte- 
res observes, et en ce que lesdits moyens d'eclai- 
rage desdits caracteres comprennent un premier 
rayonnement lumineux incident reflechi par lesdits 
moyens de reflexion lumineuse de maniere qu'un 
rayonnement lumineux reflechi par une partie de 
plaquette parallele aux dits plans paralleles, et dont 
les caracteres sont eclaires, soit dirige selon une 
direction differente de ladite direction dudit axe op- 
tique. 

[0012] D'autres caracteristiques et avantages appa- 
raTtront a la lecture qui suit d'un exemple de mode de 
realisation d'un procede et d'un appareil selon I'inven- 
tion, accompagnee des dessins annexes, exemple don- 
ne a titre d'illustration et sans qu'aucune interpretation 
restrictive de I'invention ne puisse en etre tiree. 
[0013] La figure 1 represente une vue schematique 
laterale en coupe partielle d'un exemple de mode de 
realisation d'un appareil seion ('invention. 
[0014] La figure 2 represente un detail agrandi de 
I'exenriple de la figure 1 lors d'une phase avantageuse 
de fonctionnement de I'appareil selon I'invention. 
[0015] La figure 3 represente le detail de la figure 2 
lors d'une autre phase de fonctionnement de I'appareil 
selon I'invention. 

[0016] L'appareil represente sur la figure 1 comprend 
des moyens de support 1 de plaquettes de silicium 2 
standard en forme de disque, permettant une disposi- 
tion des plaquettes suivant des plans paralleles P 0 et 
un alignement des plaquettes, des moyens d'eclairage 
3 des caracteres formes sur les plaquettes 2, des 
moyens d'observation 4 des caracteres selon un axe op- 
tique AO, des moyens d'identification (non represents) 
des caracteres, des moyens de reflexion 5 lumineuse 
mobiles entre une premiere position dans laquelle les 



moyens de reflexion lumineuse 5 sont places au des- 
sous des plaquettes, et une deuxieme position dans la- 
quelle les moyens de reflexion 5 lumineuse sont inseres 
entre un premier et un deuxieme plans paralleles suc- 

5 cessifs definissant une premiere et une deuxieme pla- 
quettes successives de la pluralite de plaquettes 2, des 
moyens de bras 6 portant les moyens de reflexion 5 lu- 
mineuse, les moyens de bras 6 comportant un degage- 
ment 7 situe au dessous des moyens de reflexion 5 lu- 

w mineuse, le degagement 7 etant positionne entre les 
premier et deuxieme plans P 0 paralleles successifs lors- 
que les moyens de reflexion lumineuse adoptent la 
deuxieme position, de maniere a permettre le passage 
de I'axe optique AO selon une direction rectiligne entre 

15 les moyens d'observation 4 des caracteres et les carac- 
teres observes. 

[0017] L'appareil represente sur la figure 1 comprend 
en outre une ptatine 8 a laquelle sont lies les moyens 
d'observation 4, les moyens d'eclairage 3 et les moyens 

20 de bras 6 portant les moyens de reflexion lumineuse 7. 
La platine 8 dispose d'un degre de liberte en translation, 
permettant un deplacement parallelement a I'aligne- 
ment des plaquettes 2 et sous les plaquettes 2, selon 
toute technique connue, par exemple le long de moyens 

25 de guidage constitues de deux barres 13 de guidage, 
selon la direction 1 2 representee sur la figure 1 , de ma- 
niere a permettre un positionnementdes moyens de re- 
flexion lumineuse entre deux plaquettes successives et 
a I'aplomb de celles-ci, ou la mise en position d'identifi- 

30 cation des caracteres dans le cas de la premiere pla- 
quette de silicium de I'alignement, qui n'est precedee 
d'aucune plaquette. Le deplacement de la platine 8 le 
long des barres de guidage 13 peut etre assure par 
exemple par une courroie fixee a la platine et entrainee 

35 par un moteur (non represente). L'appareil comprend 
un chassis 10 selon toute technique connue, permettant 
une liaison complete et rigide des barres de guidages 
13, un positionnement de reference fixe et un maintien 
des moyens de support 1 des plaquettes. 

40 [0018] les moyens de support 1 sont realises de toute 
maniere connue, et determinent un ecartement, gene- 
ralement standard, des plaquettes, fonction du diametre 
de celles-ci. Cet ecartement peut par exemple donner 
lieu a un espace libre disponible entre deux plaquettes 

45 successives de 5,5 mm environ, dans le cas de plaquet- 
tes de diametre 200 mm. L'appareil selon I'invention 
comprendra tout moyen connu permettant un aligne- 
ment des caracteres a identifier en partie basse des 
moyens de support, sensiblement suivant une genera- 

50 trice de I'enveloppe cylindrique contenant les plaquettes 
alignees. Les caracteres a identifier doivent en effet etre 
alignes selon la direction de deplacement en translation 
de la platine 8. 

[0019] Les moyens de bras 6 sont lies a la platine 8 
55 par une liaison rigide a un degre de liberte en translation 
(non representee), selon tout moyen connu, par exem- 
ple une liaison pignon-cremaillere, et peuvent se depla- 
cer parallelement aux plans des plaquettes suivant la 
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direction indiquSe par la fISche 1 1 sur la figure 1 . Le bras 
6 sera de preference realise dans un materiau rigide afin 
d'assurer un positionnement precis des moyens de re- 
flexion lumineuse, par exemple en matiere plastique ri- 
gide. Les moyens de reflexion lumineuse 5 sont consti- 5 
tues par toute surface apte a reflechir la lumiSre, par 
exemple un miroir plan 5 fixe de maniSre complete et 
rigide sur le bras 6, par exemple par collage. La partie 
du bras 6 qui doit etre inseree entre deux plaquettes 
successives possSdera une Spaisseur inferieure a la 
distance separant les deux plaquettes successives, par 
exemple une Spaisseur de I'ordre de 3 mm. Sur la figure 
1, le bras 6 est represents dans la premiere position 
dans laquelle les moyens de reflexion lumineuse sont 
places au dessous des plaquettes. 
[0020] Les moyens d'Sclairage 3 sont avantageuse- 
ment composes de plusieurs diodes Slectroluminescen- 
tes. Comme represents sur les figures, les moyens 
d'Sclairage comprennent au moins une rangSe de dio- 
des, et avantageusementtrois rangSes 15, 16, et 17 de 
diodes. Les diodes sont liees de maniere complete et 
rigide a la platine 8 et leur position sera dStaillSe plus 
loin a I'aide des figures 2 et 3. Lorsque le bras 6 adopte 
la deuxiSme position, le rayonnement lumineux des dio- 
des doit etre reflechi par le miroir 5 sur les caractSres a 
identifier. 

[0021] La premiere rangee de diodes 15 sert avanta- 
geusement au reglage de I'axe optique AO et de la po- 
sition du miroir 5, de la maniere suivante : la premiere 
rangee 15 emet avantageusement un rayonnement lu- 
mineux R 0 incident parallSle aux plans paralleles P 0 sui- 
vant lesquels sont disposees les plaquettes. L'axe opti- 
que AO, et le miroir 5 insSrS entre la premiere 2a et la 
deuxieme 2b plaquettes successives, sont disposes de 
maniere que le rayonnement lumineux R 0 soit rSflSchi 
par le miroir 5 sur les caracteres a identifier et rSflSchi 
par la partie de la premiere plaquette 2a parallele aux 
dits plans paralleles P 0 , selon la direction de l'axe opti- 
que AO. Ce cas est represents sur la figure 2. 
[0022] Les deuxieme 16 et troisieme 17 rangees de 
diodes servent a I'eclairage des caracteres d'une pla- 
quette qui doivent etre identifies. Les deuxieme 16 et 
troisieme 17 rangees de diodes emettent un rayonne- 
ment lumineux R 1 et R 2 incident reflechi par le miroir 5 
de maniere qu'un rayonnement lumineux reflechi par 
une partie de ia premiere plaquette 2a parallele aux 
plans paralleles P 0 , et dont les caracteres sont SclairSs, 
soit dirige selon une direction differente de la direction 
de l'axe optique AO. Ceci afin d'Sviter que les moyens 
d'observation 4 ne soient eblouis par le rayonnement 
lumineux directement reflechi par la partie de la premie- 
re plaquette 2a parallele aux plans paralleles P 0 , selon 
I'axe optique AO. Ce procSdS permet d'amSliorer le con- 
traste de I'image des caracteres eclaires et qui doivent 
etre identifies, recue par les moyens d'observation 4. 
Ce cas est represents sur la figure 3. Un tel procSdS 
permet d'identifier des caractSres qui sont formSs par 
gravure ou en relief sur la surface des plaquettes de si- 



licium, et qui sont faiblement gravSs ou faiblement en 
relief, par exemple dans le cas de la gravure, gravSs 
selon une profondeur de 3 jam. 
[0023] Les moyens d'observation des caractSres se- 
lon un axe optique AO, sont constituSs par une camSra 
Slectronique 4 fixSe de maniSre complete et rigide, dS- 
montable et avantageusement rSglable a la platine 8. 
Le rSglage permettra a I'axe optique AO de la camSra 
8 de former un angle avec une perpendiculaire aux 
plans parallSles P 0 , compris entre 20° et 65°, en fonc- 
tion de la position et de la formation des caractSres a 
identifier sur les plaquettes par rapport au bord infSrieur 
de celles-ci, l'axe optique AO Stant avantageusement 
situS dans un plan vertical perpendiculaire aux plans pa- 
rallSles P 0 , c'est a dire dans le plan de la feuille sur la 
figure 2 ou 3. 

[0024] Les moyens d'identification des caractSres 
comprennent un logiciel de traitement d'image et avan- 
tageusement un logiciel de reconnaissance des carac- 
tSres a rSseaux de neurones, selon tout moyen connu, 
interprStant les donnSes fournies par la camSra Slectro- 
nique 4 de maniSre a identifier les caractSres observSs. 
[0025] La figure 2 reprSsente de maniSre agrandie les 
moyens de rSflexion lumineuse 5, le bras 6, les moyens 
d'observation 4 et les moyens d'Sclairage 3. La platine 
8 et les plaquettes de silicium ont StS reprSsentSes par- 
tiellement afin de faciiiter la comprShension de la figure 
par un agrandissement sensible. Le bras 6 est insSrS 
entre deux plaquettes successives 2a et 2b, c'est a dire 
placS en position d'identification des caractSres de la 
plaquette 2a, dans la deuxiSme position. 
[0026] Le bras 6 peut adopter toute forme appropriSe 
de maniSre a assurer la fonction permettant un position- 
nement du miroir 5 entre deux plaquettes successives, 
tout en permettant le passage de l'axe optique AO tel 
que dSfini plus haut, et dans le cas de I'exemple reprS- 
sentS le passage des rayonnements lumineux inci- 
dents. A cet effet, le bras 6 peut avantageusement 
adopter une forme pleine avec une fenetre 7 centrale 
destinSe au passage de l'axe optique AO et des rayon- 
nements lumineux. Le miroir 5 monte en bout de bras 
comme reprSsentS sur la figure 2, ou la partie de bras 
6 le portant, sera de prSfSrence monte en chape plutot 
qu'en porte-a-faux, le miroir devant Stre relativement 
peu sensible aux vibrations. Comme reprSsentS sur la 
figure 2, la forme du bras 6 doit permettre le placement 
des trois rangSes de diodes de maniSre que la premiSre 
rangSe 15 de diodes Smette avantageusement un 
rayonnement lumineux incident dans un plan parallSle 
aux plans P 0 . La forme du bras 6 doit permettre aux 
deuxiSme 1 6 et troisiSme 1 7 rangSes de diodes placSes 
selon I'exemple entre la premiSre rangSe 15 de diodes 
et le bras 6, comme reprSsentS sur les figures, d'Smettre 
des rayonnements et R 2 sur le miroir 5. On notera 
que le miroir 5 est situS au dessus des caractSres a iden- 
tifier lorsque le bras est en position d'identification des 
caractSres, soit en deuxiSme position. 
[0027] Le rayonnement incident R 0 rSflSchi par le mi- 
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roir 5 sur les caractSres 18 k identifier, et I'axe optique 
AO sont symStriques par rapport k une perpendiculaire 

1 9 aux plans P 0 , en projection dans le plan de la figure 
2. La position du miroir 5 et de I'axe optique AO seront 
appropriSes de maniSre que, quel que soit Tangle formS 
par le rayonnement incident R 0 avec les plans P 0 , les 
angles fa et p 2 formes respectivement par le rayonne- 
ment incident R 0 rSflSchi par le miroir 5 sur les caractS- 
res 18 a identifier, et par I'axe optique AO, par rapport 
a la perpendiculaire 1 9, soient egaux, comme represen- 
ts sur la figure 2. 

[0028] Chaque rang6e de diodes 15, 16, 17 peut 
avantageusement comprendre une plurality de diodes 
avantageusement alignees, par exemple six (non repre- 
sentees), placSes de maniSre symStrique par rapport au 
plan de la feuille lequel correspond au plan vertical de 
symStrie des plaquettes 2 de silicium. Les caractSres k 
identifier sont couramment places en partie infSrieure 
de la plaquette comme represents sur la figure 2 et de- 
crit plus haut, et gSnSralement places sur une ligne droi- 
te. De ce fait, le miroir 5 sera plan comme expliquS plus 
haut, et les diodes d'une rangSe seront alignees de ma- 
nure que les axes median des rayonnements lumineux 
Smis respectivement par chacune des diodes, soient 
parallels. 

[0029] Comme represents sur la figure 2, Tappareil 
selon I'invention peut comprendre un moyen 20 destine 
a concentrer et uniformiser les faisceaux lumineux Smis 
par les diodes sur la zone de la plaquette portant les 
caractSres 18 a identifier, par I'intermSdiaire du miroir 5, 
de facon a Sviter les reflexions parasitaires et a rSduire 
la taille des diodes Slectroluminescentes. Ce moyen 20 
peut etre constituS par tout dispositif de concentration 
lumineuse, et notamment par une plaque rigide 20 dans 
laquelle sont rSalisSes trois rainures 21 distinctes paral- 
ISIes aux trois rangSes 15, 16, 17 de diodes respective- 
ment, comme represents sur la figure 2. La plaque rigide 

20 est fixee de maniSre rigide et complete aux diodes 
ou a la platine 8. 

[0030] La figure 3 est identique a la figure 2, sur la- 
quelle les rayonnements lumineux R^ et R 2 emis res- 
pectivement par les deuxiSme 16 et troisiSme 17 ran- 
gSes de diodes, ont StS reprSsentSs afin de mieux com- 
prendre le fonctionnement du procSde selon I'invention. 
Le rayonnement lumineux incident R^ emis par la 
deuxiSme rangSe 1 6 de diodes comprend au moins un 
faisceau dont un axe median est inclus dans un premier 
plan formant un angle supSrieur a 0° et infSrieur 
a 3°, et de preference Sgal a 2°, avec les plans parallS- 
les P 0 lorsque le rayonnement R 0 est parallSle au plan 
P 0 . Le rayonnement lumineux incident R 2 Smis par la 
troisiSme rangSe 17 de diodes comprend au moins un 
faisceau dont un axe mSdian est inclus dans un deuxiS- 
me plan P 2 formant un angle supSrieur k 0° et infe- 
rieur k 3°, et de preference Sgal k 2°, avec le premier 
plan Pi . Le positionnement des rayonnements R^ et R 2 
incidents par rapport au rayonnement R 0 incident per- 
met d'assurer que les rayonnements R, et R 2 ne seront 



pas reflSchis selon la direction de I'axe optique AO par 
les parties de la surface extSrieure de la plaquette, pa- 
rallSles aux plans parallSles P 0 . 
[0031 ] Comme represents sur les figures 2 et 3, I'axe 
5 optique AO de la camera 4 est rectiligne entre la camSra 
4 et les caractSres 18 k identifier, permettant d'obtenir 
un systSme d'observation direct, simple et fiable. 
[0032] L'appareil selon I'invention sera muni de tout 
automatisme de fonctionnement (non reprSsentS) assu- 
rant notamment un asservissement de la position du mi- 
roir par I'intermSdiaire du bras 6 et de la platine 8 en 
•fonction de la position de rSfSrence des plaquettes de 
silicium par I'intermSdiaire des moyens de support 1 , du 
chassis, et le cas SchSant d'un programme d'identifica- 
tion des plaquettes placSes sur les moyens de support 
1. 

[0033] Additionnellement a la liaison rigide a un degrS 
de libertS en translation (non reprSsentSe), le bras 6 se- 
ra avantageusement liS a la platine 8 par I'intermSdiaire 
d'une liaison rSglable (non reprSsentSe), pour permettre 
un rSglage initial du positionnement du miroir 5 en 
deuxiSme position, conjointement avec le rSglage de- 
tails plus haut de I'axe optique AO, de maniSre que le 
rayonnement lumineux R 0 incident soit rSfiechi par le 
miroir 5 et par la partie d'une plaquette parallSle aux 
plans parallSles P 0 , selon la direction de I'axe optique 
AO. Ce reglage permet d'assurer que les rayonnements 
Ri et R 2 refiechis par le miroir 5 puis par une partie de 
plaquette parallSle aux plans parallSles P 0 , soient diri- 
g6s selon des directions differentes de la direction de 
I'axe optique AO d'observation. II est a noter que rayon- 
nement lumineux R 0 emis par la premiSre rang6e 15 de 
diodes ne sera ensuite plus utilise durant I'identification 
des plaquettes de silicium contenues dans les moyens 
de support 1 . 



Revendications 

1. Procede d'identification de caractSres formes sur 
une pluralite 2 de plaquettes de silicium, lesdites 
plaquettes etant disposees suivant des plans paral- 
lels (P 0 ) et alignees sur des moyens de support 
(1 ), consistant au moins a eclairer les caractSres 
d'une plaquette, observer lesdits caractSres eclai- 
res, identifier lesdits caractSres observSs, caracte- 
rise en ce gull consiste a : 

insSrer des moyens de rSflexion lumineuse (5) 
entre une premiSre (2a) et une deuxiSme (2b) 
plaquettes successives de ladite pluralite de 
plaquettes, a partir du dessous de ladite plura- 
lite de plaquettes, 

eclairer les caractSres formSs sur ladite pre- 
miSre plaquette par I'intermediaire d'un premier 
rayonnement lumineux (R^ incident rSflSchi 
par lesdits moyens de rSflexion lumineuse in- 
sSrSs entre ladite premiSre et ladite deuxiSme 
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plaquettes successives, de maniere que ledit 
premier rayonnement lumineux incident, refle- 
chi par une partie de ladite premiere plaquette 
paralleie aux dits plans paralleles (P 0 ), soit di- 
rige selon une direction differente de la direc- 
tion d'un axe optique (AO) d'observation, 
observer lesdits caracteres eel aires de ladite 
premiere plaquette selon ledit axe optique, ledit 
axe optique etant rectiligne et dispose au moins 
en partie sous ladite pluralite de plaquettes. 

2. Procede selon la revendication 1 , caracterisS en 
ce gull consiste a inserer lesdits moyens de re- 
flexion lumineuse (5) au dessus desdits caracteres 
a identifier. 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2, caracterise 
en ce qtf\\ consiste a disposer ledit axe optique 
(AO), et lesdits moyens de reflexion lumineuse (5) 
inseres entre ladite premiere (2a) et ladite deuxie- 
me (2b) plaquettes successives, de maniere qu'un 
deuxieme rayonnement lumineux (R 0 ) incident soit 
reflechi par lesdits moyens de reflexion lumineuse 
et par ladite partie de ladite premiere plaquette pa- 
ralleie aux dits plans paralleles (P 0 ), selon la direc- 
tion dudit axe optique (AO). 

4. Proced6 selon la revendication 3, caracterise en 
ce que ledit deuxieme rayonnement lumineux inci- 
dent comprend au moins un premier faisceau (R 0 ) 
dont un axe median est paralleie aux dits plans pa- 
ralleles (P 0 ) suivant lesquels sont disposes lesdites 
plaquettes. 

5. Procede selon la revendication 4, caracterise en 
ce que ledit premier rayonnement lumineux inci- 
dent comprend au moins un deuxieme faisceau 
(R^ dont un axe median est inclus dans un premier 
plan (P ^ formant un angle (c^) superieur a 0° et 
inferieur a 3°, et de preference egal a 2°, avec les- 
dits plans paralleles (P 0 ). 

6. Procede selon la revendication 5, caracterise en 
ce que ledit premier rayonnement lumineux inci- 
dent comprend au moins un troisieme faisceau (R 2 ) 
dont un axe median est inclus dans un deuxieme 
plan (P 2 ) formant un angle (02) superieur a 0° et 
inferieur a 3°, et de preference egal a 2°, avec ledit 
premier plan (P.,). 

7. Appareil permettant de mettre en oeuvre un proce- 
de d'identification de caracteres formes sur une plu- 
ralite de plaquettes de silicium, comprenant des 
moyens de support (1) desdites plaquettes permet- 
tant une disposition desdites plaquettes suivant des 
plans paralleles (P 0 ) et un alignement desdites pla- 
quettes, des moyens d'eclairage (3) desdits carac- 
teres, des moyens d'observation (4) desdits carac- 



10 

teres selon un axe optique (AO), des moyens 
d'identification des caracteres observes, caracteri- 
se en ce qu\\ comprend des moyens de reflexion 
lumineuse (5) mobiles entre une premiere position 
5 dans laquelle lesdits moyens de reflexion lumineu- 
se sont places au dessous de ladite pluralite de pla- 
quettes, et une deuxieme position dans laquelle les- 
dits moyens de reflexion lumineuse sont inseres en- 
tre un premier et un deuxieme plans paralleles sue- 
10 cessifs suivant lesquels sont disposees une pre- 
miere (2a) et une deuxieme (2b) plaquettes succes- 
sives de ladite pluralite (2) de plaquettes, des 
moyens de bras (6) portant lesdits moyens de re- 
flexion lumineuse, lesdits moyens de bras compor- 
ts tant un degagement (7) situe au dessous desdits 
moyens de reflexion lumineuse, ledit degagement 
etant positionne en partie entre lesdits premier et 
deuxieme plans paralleles successifs lorsque les- 
dits moyens de reflexion lumineuse adoptent ladite 
20 deuxieme position, de maniere a permettre le pas- 
sage dudit axe optique selon une direction rectiligne 
entre lesdits moyens d'observation desdits carac- 
teres et lesdits caracteres observes, et en ce que 
lesdits moyens d'eclairage desdits caracteres com- 
25 prennent un premier rayonnement lumineux inci- 
dent reflechi par lesdits moyens de reflexion lumi- 
neuse de maniere qu'un rayonnement lumineux re- 
flechi par une partie de plaquette paralleie aux dits 
plans paralleles (P 0 ), et dont les caracteres sont 
30 eclaires, soit dirige selon une direction differente de 
ladite direction dudit axe optique. 

8. Appareil selon la revendication 7, caracterise en 
ce que ladite deuxieme position desdits moyens de 

35 reflexion lumineuse (5) est situee au dessus desdits 
caracteres a identifier 

9. Appareil selon la revendication 7 ou 8, caracterise 
en ce que lesdits moyens d'eclairage comprennent 

40 un deuxieme rayonnement lumineux (R 0 ) incident 
reflechi par lesdits moyens de reflexion lumineuse 
(5) inseres entre lesdits premier et deuxieme plans 
paralleles successifs definissant lesdites premiere 
(2a) et deuxieme (2b) plaquettes successives, de 
45 maniere qu'un rayonnement lumineux reflechi par 
une partie de plaquette paralleie aux dits plans pa- 
ralleles (P 0 ), soit dirige selon ladite direction dudit 
axe optique (AO). 

50 10. Appareil selon la revendication 9, caracterise en 
ce que ledit deuxieme rayonnement lumineux inci- 
dent comprend au moins un premier faisceau (R 0 ) 
dont un axe median est paralleie aux dits plans (P 0 ) 
suivant lesquels sont disposes lesdites plaquettes 
55 de silicium. 

11. Appareil selon la revendication 10, caractMsden 
ce que ledit premier rayonnement lumineux inci- 
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dent comprend au moins un deuxieme faisceau 
(R^ dont un axe median est inclus dans un premier 
plan (P^ formant un angle (a,) sup§rieur a 0° et 
inferieur 3°, et de preference egal a 2°, avec lesdits 
plans (P 0 ). 5 

12. Appareil selon la revendication 11, caracterise en 
ce que ledit premier rayonnement lumineux inci- 
dent comprend au moins un troisieme faisceau (R 2 ) 
dont un axe median est inclus dans un deuxieme w 
plan (P 2 ) formant un angle (o^) superieur a 0° et 
inferieur 3°, et de preference egal a 2°, avec ledit 
premier plan (P^. 

15 

Claims 

1 . Method of identifying characters, which are formed 
on a plurality of silicon wafers, the said wafers being 
disposed along parallel planes (P 0 ) and aligned with 20 
supporting means (1), said method comprising at 
least illuminating the characters of one wafer, ob- 
serving the said illuminated characters and identi- 
fying the said observed characters, characterised 

in that it comprises: 25 

inserting luminous reflection means (5) be- 
tween a first (2a) and a second (2b) successive 
wafer of the said plurality of wafers, starting 
from underneath the said plurality of wafers; 30 
illuminating the characters which are formed on 
the first wafer through the intermediary of a first 
incident luminous ray (R<,) which is reflected by 
the said luminous reflection means, which are 
inserted between the said first and the said sec- 35 
ond successive wafer, in such a way that the 
said first incident luminous ray, which is reflect- 
ed by part of the said first wafer which is parallel 
to the said parallel planes (P 0 ), shall be directed 
in a direction which is different from the direc- *o 
tion of an optical axis of observation (AO); and 
observing the said illuminated characters of the 
said first wafer along the said optical axis, the 
said optical axis being rectilinear and disposed, 
at least in part, under the said plurality of wa- 45 
fers. 

2. Method according to claim 1 , characterised in that 

it comprises inserting the said luminous reflection 
means (5) above the said characters which are to so 
be identified. 

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in 
that it comprises disposing the said optical axis 
(AO) and the said luminous reflection means (5), 55 
which are inserted between the said first (2a) and 

the said second (2b) successive wafers, in such a 
way that a second incident luminous ray (R 0 ) shall 



be reflected by the said luminous reflection means 
and by the said part of the said first wafer, which is 
parallel to the said parallel planes (P 0 ), in the direc- 
tion of the said optical axis (AO). 

4. Method according to claim 3, characterised in that 
the said second incident luminous ray comprises at 
least one first beam (R 0 ), of which one median axis 
is parallel to the said parallel planes (P 0 ), along 
which the said wafers are disposed. 

5. Method according to claim 4, characterised in that 
the said first incident luminous ray comprises at 
least one second beam (R^, of which one median 
axis is included in a first plane (P t ) which forms an 
angle (0^), which is greater than 0° and less than 
3° and preferably equal to 2°, with the said parallel 
planes (P 0 ). 

6. Method according to claim 5, characterised in that 
the said first incident luminous ray comprises at 
least one third beam (R 2 ) of which one median axis 
is included in a second plane (P 2 ) which forms an 
angle (02), which is greater than 0° and less than 
3° and preferably equal to 2°, with the said first 
plane (P^. 

7. Apparatus which permits a method of identifying 
characters, which are formed on a plurality of silicon 
wafers, to be accomplished, said apparatus com- 
prising supporting means (1 ) for supporting the said 
wafers, which means permits the said wafers to be 
disposed along parallel planes (P 0 ) and the said wa- 
fers to be aligned, means (3) for illuminating the said 
characters, means (4) for observing the said char- 
acters along an optical axis (AO) and means for 
identifying the observed characters, characterised 
in that it comprises luminous reflection means (5) 
which are displaceable between a first position, in 
which the said luminous reflection means are 
placed below the said plurality of wafers, and a sec- 
ond position, in which the said luminous reflection 
means are inserted between a first and a second 
successive parallel plane, along which a first (2a) 
and a second (2b) successive wafer of the said plu- 
rality (2) of wafers are disposed, means comprising 
arms (6) which carry the said luminous reflection 
means, the said means comprising arms compris- 
ing a clear region (7) which is situated below the 
said luminous reflection means, the said clear re- 
gion being positioned in part between the said first 
and second parallel successive planes, while the 
said luminous reflection means adopt the said sec- 
ond position in such a way as to permit the said op- 
tical axis to pass in a rectilinear direction between 
the said means for observing the said characters 
and the said observed characters, and in that the 
said means for illuminating the said characters 
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comprise a first incident luminous ray which is re- 
flected by the said luminous reflection means in 
such a way that a luminous ray, which is reflected 
by part of the wafer which is parallel to the said par- 
allel planes (P 0 ), and the characters of which are 
illuminated, shall be directed in a direction which is 
different from the said direction of the said optical 
axis. 

8. Apparatus according to claim 7, characterised in 
that the said second position of the said luminous 
reflection means (5) is situated above the said char- 
acters which are to be identified. 

9. Apparatus according to claim 7 or 8, characterised 
in that the said illuminating means comprise a sec- 
ond incident luminous ray (R 0 ) which is reflected by 
the said luminous reflection means (50 which are 
inserted between the said first and second succes- 
sive parallel planes which define the said first (2a) 
and second (2b) successive wafers in such a way 
that a luminous ray, which is reflected by a part of 
the wafer which is parallel to the said parallel planes 
(P 0 ), shall be directed in the said direction of the 
said optical axis (AO). 

10. Apparatus according to claim 9, characterised in 
that the said second incident luminous ray compris- 
es at least one first beam (R 0 ), of which one median 
axis is parallel to the said planes (P 0 ) along which 
the said silicon wafers are disposed. 

11. Apparatus according to claim 10, characterised in 
that the said first incident luminous ray comprises 
at least one second beam (F^), of which one median 
axis is included in a first plane (P^ which forms an 
angle (o^), which is greater than 0° and less than 
3° and preferably equal to 2°, with the said planes 
(P 0 >- 

12. Apparatus according to claim 11 , characterised in 
that the said first incident luminous ray comprises 
at least one third beam (R 2 ), of which one median 
axis is included in a second plane (P 2 ) which forms 
an angle (02), which is greater than 0° and less than 
3° and preferably equal to 2°, with the said first 
plane (P^. 



Patentanspruche 

1. Verfahren zum Identifizieren von Zeichen, die auf 
einer Vielzahl (2) von Siliziumplattchen gebildet 
sind, wobei die Plattchen entlang paralleler Ebenen 
(P 0 ) angeordnet und auf Tragermitteln (1) ausge- 
richtet sind, wobei das Verfahren zumindest darin 
besteht, 

die Zeichen eines Plattchens zu beleuchten, 



die beleuchteten Zeichen zu beobachten, 
die beobachteten Zeichen zu identifizieren, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass es darin besteht: 

5 

Lichtreflexionsmittel (5) zwischen einem ersten 
(2a) und einem zweiten (2b) von aufeinander- 
folgenden Plattchen der Vielzahl von Plattchen 
einzufuhren, ausgehend von der Unterseite der 
10 Vielzahl von Plattchen, 

die auf dem ersten Plattchen gebildeten Zei- 
chen mittels einer ersten einfallenden Licht- 
strahlung (R^ zu beleuchten, die durch die 
Lichtreflexionsmittel reflektiert wird, die zwi- 
15 schen dem ersten und dem zweiten der aufein- 

anderfolgenden Plattchen eingefuhrt sind, so 
dass die erste einfallende Lichtstrahlung, die 
durch einen Teil des ersten Plattchens reflek- 
tiert wird, das parallel zu den parallelen Ebenen 
20 (p Q ) ist, in eine andere Richtung als die Rich- 

tung einer optischen Beobachtungsachse (AO) 
geleitet wird, 

die beleuchteten Zeichen des ersten Platt- 
chens in der optischen Achse zu beobachten, 
25 wobei die optische Achse geradlinig und min- 

destens teilweise unter der Vielzahl der Platt- 
chen angeordnet ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dass es darin besteht, die Lichtreflexionsmittel (5) 
oberhalbderzu identifizierenden Zeichen einzufuh- 
ren. 

35 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass es darin besteht, 

die optische Achse (AO) und die Lichtreflexionsmit- 
tel (5), die zwischen dem ersten (2a) und dem zwei- 
40 ten (2b) der aufeinanderfolgenden Plattchen einge- 
fiihrt sind, derart anzuordnen, dass eine zweite ein- 
fallende Lichtstrahlung (R 0 ) durch die Lichtreflexi- 
onsmittel und durch den Teil des ersten Plattchens, 
das parallel zu den parallelen Ebenen (P 0 ) ist, in 
45 Richtung der optischen Achse (AO) reflektiert wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die zweite einfallende Lichtstrahlung minde- 
50 stens einen ersten Strahl (R 0 ) aufweist, von dem 
eine Mittelachse parallel zu den parallelen Ebenen 
(P 0 ) verlauft, entlang derer die Plattchen angeord- 
net sind. 

55 5. Verfahren nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste einfallende Lichtstrahlung minde- 
stens einen zweiten Strahl (R^ aufweist, von dem 
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eine Mittelachse in einer ersten Ebene (P 1 ) liegt, die 
mit den parallelen Ebenen (P 0 ) einen Winkel (c^) 
bildet, der groBer als 0° und kleiner als 3° und vor- 
zugsweise gleich 2° ist. 

5 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die erste einfallende Lichtstrahlung minde- 
stens einen dritten Strahl (R 2 ) aufweist, von dem 
eine Mittelachse in einer zweiten Ebene (P 2 ) liegt, 10 
die mit der ersten Ebene (P,) einen Winkel (tx 2 ) bil- 
det, der groBer als 0° und kleiner als 3° und vor- 
zugsweise gleich 2° ist. 

7. Vorrichtung, die es gestattet, ein Verfahren zum 15 
Identifizieren von.Zeichen auszufiihren, die auf ei- 
ner Vielzahl von Siliziumplattchen gebildet sind, 
wobei die Vorrichtung aufweist: 

Mittel zum Tragen der Plattchen (1 ), wobei die 20 

Mittel (1 ) eine Anordnung der Plattchen entlang 

paralleler Ebenen (P 0 ) und eine Ausrichtung 

der Plattchen gestatten, 

Mittel zur Beleuchtung der Zeichen (3), 

Mittel zum Beobachten der Zeichen (4) in einer 25 

optischen Achse (AO), 

Mittel zum Identifizieren der beobachteten Zei- 
chen, 

dadurch gekennzeichnet, 30 
dass sie aufweist: Lichtreflexionsmittel (5), die zwi- 
schen einer ersten Position, in der die Lichtreflexi- 
onsmittel unterhalb der Vielzahl von Plattchen an- 
geordnet sind, und einer zweiten Position beweg- 
lich sind, in der die Lichtreflexionsmittel zwischen 35 
einer ersten und einer zweiten parallelen aufeinan- 
derfolgenden Ebene eingefuhrt sind, entlang derer 
ein erstes (2a) und ein zweites (2b) von aufeinan- 
derfolgenden Plattchen der Vielzahl (2) von Platt- 
chen angeordnet sind, Armmittel (6), die die Licht- *o 
reflexionsmittel tragen, wobei die Armmittel eine 
Ausnehmung (7) aufweisen, die unterhalb der 
Lichtreflexionsmittel gelegen ist, wobei die Ausneh- 
mung teilweise zwischen der ersten und zweiten 
parallelen aufeinanderfolgenden Ebene positioniert 45 
ist, wenn die Lichtreflexionsmittel die zweite Positi- 
on einnehmen, so dass der Durchgang der opti- 
schen Achse in einer geradlinigen Richtung zwi- 
schen den Mitteln zur Beobachtung der Zeichen 
und den beobachteten Zeichen gestattet ist, und 50 
dass die Mittel zur Beleuchtung der Zeichen eine 
erste einfallende Lichtstrahlung aufweisen, die 
durch die Lichtreflexionsmittel derart reflektiert 
wird, dass eine Lichtstrahlung, die durch einen Teil 
eines Plattchens reflektiert wird, das parallel zu den 55 
parallelen Ebenen (P 0 ) ist und dessen Zeichen be- 
leuchtet sind, in eine andere Richtung geleitet wird 
als die Richtung der optischen Achse. 



8. Vorrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die zweite Position der Lichtreflexionsmittel 
(5) oberhalb der zu identifizierenden Zeichen liegt. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Beleuchtungsmittel eine zweite einfallen- 
de Lichtstrahlung (R 0 ) aufweisen, die durch die 
Lichtreflexionsmittel (5) reflektiert wird, die zwi- 
schen der ersten und zweiten parallelen aufeinan- 
derfolgenden Ebene eingefuhrt sind, die das erste 
(2a) und das zweite (2b) der aufeinanderfolgenden 
Plattchen festlegen, so dass eine Lichtstrahlung, 
die durch einen Teil eines Plattchens reflektiert wird, 
das parallel zu den parallelen Ebenen (P 0 ) ist, in die 
Richtung der optischen Achse (AO) geleitet wird. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die zweite einfallende Lichtstrahlung minde- 
stens einen ersten Strahl (R 0 ) aufweist, von dem 
eine Mittelachse parallel zu den Ebenen (P 0 ) ver- 
lauft, entlang derer die Siliziumplattchen angeord- 
net sind. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die erste einfallende Lichtstrahlung minde- 
stens einen zweiten Strahl (R^ aufweist, von dem 
eine Mittelachse in einer ersten Ebene (P^ liegt, die 
mit 

den Ebenen (P 0 ) einen Winkel (a^ bildet, der gro- 
Ber als 0° und kleiner als 3° und vorzugsweise 
gleich 2° ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die erste einfallende Lichtstrahlung minde- 
stens einen dritten Strahl (R 2 ) aufweist, von dem 
eine Mittelachse in einer zweiten Ebene (P 2 ) liegt, 
die mit der ersten Ebene (Pj) einen Winkel (0^) bil- 
det, der groBer 0° und kleiner 3° und vorzugsweise 
gleich 2° ist. 
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